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8th European Symposium of 
PHOTOPOLYMER SCIENCE (ESPS2024) 参加報告
                             

 一般社団法人ラドテック研究会　代表理事代行

                        早稲田大学先進理工学部　准教授　須賀　健雄　須賀 健雄

　イタリア化学工学会主催、RadTech North America 後援のもと、イタリア・マッジョーレ湖畔の Stresa 市のコンベンショ
ンセンターで開催された 8th European Symposium of PHOTOPOLYMER SCIENCE (ESPS2024) ( 会期 2024.6.17-20) に、
ラドテック研究会を代表して松川評議員とともに参加しました。
　学会は大ホール、小ホールを利用して講演 4 日間、アトリウムを利用したポスター発表は期間中掲示され、コーヒーブ
レイクと 2 日目夜に活発な議論が行われました。発表テーマは、光化学、反応速度論、分析手法、光開始剤、モノマー合
成から構造 - 機能相関、成形加工、応用と多岐に渡り、基調講演 12 件、口頭発表 80 件、ポスター発表 52 件と充実した
プログラムでした。日本からは金沢大・瀧先生が基調講演され、大阪公立大・岡村先生、松川評議員、須賀が口頭発表し
ました。また飛行機トラブルで到着が遅れ、初日には参加できず 2 日目午後からの参加となりました。特に 3D プリンター
関連の口頭発表が 30 件と多くを占め、光ラジカル重合のほか、光カチオン重合や光チオール - エン反応など異なる反応機
構で進む 3D プリンター技術、2 波長制御や熱硬化を組み合わせたデュアル硬化技術 ( ウィーン工科大・Liska ら )、対象も
通常のフォトポリマーのほか、歯科材料やコンポジット、バイオマテリアルなど多岐にわたる材料が報告され、議論され
ました。中でも、刺激応答性材料やエラストマーを適用した 4D プリンター技術 ( ハイデルベルク大・Blasco ら ) などは興
味深く拝聴しました。バイオマス由来のモノマーやフィラーを配合した環境適合性の報告も多く見られ、ヨーロッパの研
究動向を反映したものと考えられます。光化学・重合素過程の解析などでは、放射光 (SAXS) を使用した UV 硬化時の不均
一性のリアルタイム分析 ( 独シンクロトロンセンター・Roth ら ) やフロンタル重合による 3D パターニング形成 ( 英インペ
リアルカレッジ・Cabral ら ) などユニークな発表が続きました。
　3 日目夜の Banquet では Stresa 市のシンボルのホテルにて豪華な料理を頂きながら参加者と交流を図りました。少数な
がらもアジアからの参加は日本が最多で RadTech コミュニティとしてのプレゼンスと交流を図ることができました。なお、
最終日午後にはマッジョーレ湖畔の小さな島を巡り、基調講演者の 1 人でもあった豪・Boyer 先生らとも親交を深めるこ
とができました。

Topics

日本人参加者とマッジョーレ湖畔の島 (Cyrille Boyer 教授と筆者 ) Banquet (Marco Sangermano 教授と松川評議員 )　

学会会場 ( 大ホール )ポスター発表
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動的光重合による分子配向制御および高効率高分子合成
                                                　東京科学大学　総合研究院　化学生命科学研究所

博士課程学生　髙橋　海采，教授　宍戸　厚概　要

1. はじめに  
　高分子フィルムや液晶材料に代表されるソフトマテリアルは，軽量性や成形加工性に優れ，光学材料や力学材料への幅広
い展開が進んでおり一層注目を集めている。新規物質の探索に加えて，最近では分子の向きを揃える「分子配向」の制御に
より機能を向上するアプローチも重要視されている。分子を配向することにより，力学・電気・光学物性などの分子固有の
ナノスケールでの機能を巨視的な物性へと拡張できるだけでなく，単純な機能の総和を超えたユニークな機能も付与できる

（図 1）[1]。現在広く用いられている力学的な分子配向制御法では，材料を引っ張る延伸や表面を擦るラビング処理により分
子配向を誘起している。圧倒的な汎用性と簡便さに高い優位性があるものの，埃や静電気の発生に伴う品質の低下や煩雑な
プロセスなどが課題となっている。
　一方，遠隔操作が可能な光と物質の相互作用を用いた分子
配向制御（光配向法）においても，研究開発が進められている。
光配向法では軸選択的な光化学反応を利用するため，偏光の
制御により非接触での配向誘起が可能である。力学的手法の
課題を解決できることに加えて，二次元的な配向パターニン
グも可能である。したがって，光配向法は液晶ディスプレイ・
フォトニック材料・ソフトアクチュエータなどの高機能ソフ
トマテリアル作製における基盤技術として応用されている。
しかしながら，偏光光源や光に応答する特別な分子骨格が必要不可欠であるという材料の制約がある。分子配向技術の選択
肢の増加は，機能材料開発の進展に大きく資するものであるが，積極的な取り組みがなされているとは言い難い。このよう
な背景のもと，われわれは動く光やパターン光などの構造化光を利用した機能性高分子材料の創製を提案してきた [2–10]。
偏光・色素が不要かつ大面積にわたる二次元配向の一段階制御が可能な新たな光配向法である（動的光重合）。本報告では，
動的光重合による分子配向制御，さらには高効率な高分子合成について報告する。

2. 動的光重合による分子配向制御
  動的光重合では，空間選択的な光重合反応を起因とした物質移動を分子配
向の駆動力としている [2]。具体的には，異方的な分子構造を有するモノマー
に光開始剤を添加し，フォトマスクを用いてスリット状に取り出した紫外光
を照射する（図 2 左）。光を一方向に動かしながら光重合を行うと無色透明
な高分子フィルムが得られる。偏光顕微鏡観察および偏光紫外可視吸収スペ
クトル測定を行ったところ，光の強度勾配と平行方向に沿って分子が大面積
かつ均一に配向することがわかった（図 3 上）。一方，全面露光による光重合
を行い得られた高分子フィルムでは，分子配向は誘起されなかった（図 2 右，
図 3 下）。この結果は，光の形状と動きを制御した光照射が分子を配向する
駆動力であることを強く示唆している。詳細な検討の結果，この分子配向法
は，様々な構造のモノマーに適用できる汎用性を有することを確認している
[2,3]。本手法により分子配向が誘起されるメカニズムは次のように考察して
いる。スリット光が照射される光照射部でのみポリマーが生成し，光照射部
－非照射部間でポリマーとモノマーの濃度勾配に基づき化学ポテンシャルに
差異が生じる。これにより光照射の境界部で一次元方向への分子の相互拡散
および流動が誘起され，生じた剪断応力により分子が流動方向と平行に配向
する。光を一定速度で動かすことにより，非平衡定常状態を作り出し，この

New Technology

図 1. 分子配向制御による機能化

図 2. 光重合方法（左：動的光照射，右：全面露光） [10]。

図 3. 高分子フィルムの偏光顕微鏡画像（上：動的光重合，
下：全面露光）。直交した白矢印は偏光板の方向，黄色矢
印は光移動方向を示す。スケールバーは 200 µm [10]。
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一軸分子配向を大面積化することができる。すなわち，光の形状および動きによって分子の配向方向を制御することが可能
である。実際，円形状の光を拡大しながら照射すると，放射状の分子配向を誘起することができた。さらに，細かいハニカ
ム状のパターン光を照射すると，直径数百マイクロメートルの放射状分子配向をアレイ状に一段階で形成できることが明ら
かになった [4]。このフィルムにガウシアン状の強度分布を有する直線偏光レーザー光を入射すると，ドーナツ状のビームへ
と変換され，その偏光状態はビーム内部の位置によって軸対称に偏波面が変化するベクトルビームであることがわかった。
このように，分子配向パターンを制御した高分子フィルムは，入射光の特性を変換できる光学素子として機能することを明
らかにしている [4、5]。また，上述のように，パターン光を用いた光重合過程では分子の流動と配向が誘起される。この物
質移動が実際に起こっていることを，重合用試料に添加した量子ドットのリアルタイム蛍光観察により確認している [6]。こ
の物質移動により，側鎖の液晶分子だけでなく高分子主鎖が配向することで，優れた熱安定性を有するマイクロスケールの
二次元分子配向を誘起できることも明らかにした（図 4 上）[7、8]。動的光重合により分子配向を制御したネマチック液晶
高分子およびスメクチック液晶高分子のフィルムを等方相温度まで加熱すると分子配向はランダムとなるが，室温まで冷却
すると液晶分子が再配向した（図 4 下）。ネマチック液晶高分子は初期の配向方向と同じ方向に再配向したが，スメクチック
液晶高分子は初期方向とは 90°異なる方向に配向した。この現象は，動的光重合が液晶分子だけでなく高分子主鎖の配向も
維持することで，冷却時に主鎖の制御力によって液晶分子が最も安定な状態に再配向するため起こると考えている。これら
の結果は，動的光重合により高分子主鎖の配向を精密かつ多次元的に制御できることを示している。さらに，巨視的な物質
移動が高次構造の配向制御や高分子表面の形状変化を引き起こすことも見出している [8、9]。

図 4. 高分子主鎖と液晶分子の二次元配向パターニングおよび熱安定性。（a）ネマチック液晶高分子の二次元配向アレイ
の偏光顕微鏡画像。（b）ネマチック液晶高分子の二次元配向アレイの高分子主鎖と液晶分子の配向の模式図。（c, e）動
的光重合により作製した（c）ネマチック液晶高分子および（e）スメクチック液晶高分子の分子配向パターンの偏光顕
微鏡画像。（d, f）加熱および冷却プロセス前後の（d）ネマチック液晶高分子および（f）スメクチック液晶高分子の液
晶分子配向の模式図。黄色の矢印は光の移動方向，直交した白矢印は偏光板の方向，緑の矢印は検板の方向を示す。ス
ケールバーは 200 µm [7]。
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図 7. 動的光重合による高効率な高分子合成のメカニズム [10]。

3. 光重合誘起流動場での高効率高分子合成
　動的光重合では上述のような分子配向制御を行うことができる
だけではなく，光重合が誘起する流動場でラジカル重合が格段に
効率良く進行することを最近見出している [10]。等しい露光量で
動的光重合および全面露光による光重合を行い，得られた高分子
の分子量をサイズ排除クロマトグラフィ（SEC）測定より評価し
た（図 5）。動的光重合により得た高分子は，数平均分子量が約
11 万であり，転化率はほぼ 100％であった。一方，全面露光に
よる光重合では分子量が約 7 万，転化率は 72％であり，動的光
重合の場合よりも低い値を示した。より詳細に重合挙動を評価す
るために，露光量が与える影響を調べた（図 6）。動的光重合の
場合は，分子量は露光量によらず約 11 万で一定であった。また，
転化率の変化を調べたところ，低い露光量においても高い転化率
を示し，58 mJ/cm2 で 95％に達した。これに対し，全面露光の
重合では露光量増加に伴い分子量は減少し，転化率は上昇したが
動的光重合と比べると低い値を示した。転化率が等しい露光量条
件で光重合方法を比較すると，動的光重合の方が高い分子量をと
ることがわかる。さらに，転化率が 95％以上に達するのに必要
な露光量は，動的光重合では全面露光重合の約 10 分の 1 であっ
た。これらの結果は，動的光重合では重合効率が格段に向上し，
高分子量のポリマーが生成することを示している。動的光重合に
よりこのような特異的な重合挙動が誘起されるメカニズムは以下
の様に考察している（図 7）。全面露光では，露光量が高くなる
ほどラジカル濃度つまり反応開始点が増加するため分子量が減少
し，転化率が徐々に増加する。一方，動的光重合では，光照射部
と非照射部の境界でポリマーの濃度勾配によって誘起される分子
拡散により，重合領域から成長過程のポリマーが流出しながら重
合が進行する。したがって，非照射部において低ラジカル濃度下
で重合が進行するため，高い分子量と転化率が得られたと考えて
いる。異方性モノマーのみならず，汎用的なアクリレートモノマー
およびメタクリレートモノマーについても同様の傾向が確認でき
たことから，様々な高分子合成に適用できるものと期待している。

図 5. 動的光重合および全面露光により得た高分子の
SEC クロマトグラム [10]。

図 6. （a）分子量および（b）転化率の露光量依存性 [10]。
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4. おわりに
　動的光重合は，照射する光の形状や動きを制御するだけで大面積にわたる微細な配向パターニングを一段階で形成するこ
とができるだけでなく，高効率な高分子合成が可能である。さらに，空間的な分子の濃度勾配が生み出す分子流動を駆動原
理としているため，液晶分子に限らず多様な材料系へ応用できる汎用性を有している。今後，光重合誘起流動場による新た
な機能材料創製への展開が期待される。
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Planned Activities

第 57 回 UV/EB 技術入門講座　基礎編

＜講師・プログラム＞　　　　（敬称略）

① 9：30 ～ 10：30
「UV 硬化技術総論」

京都工芸繊維大学　松川　公洋
紫外線硬化技術に関わる光架橋反応として、光ラジ
カル重合、光カチオン重合、チオール - エン反応を
説明し、これらに必要な材料、装置について概論す
る。これら硬化技術より展開される機能性コーティ
ングへの応用についても紹介する。

10：30 ～ 10：40　休憩―質問・交流ルーム―

② 10：40 ～ 11：40
「光重合開始剤　- その種類と特性について -」 

IGM Resins　太田　宏史
光重合開始剤は UV 硬化技術の中で欠くことのでき
ない重要な構成要素の一つとしてあげられる。その
種類や特性、そして現在抱えている問題や開発品に
ついて説明する。

11：40 ～ 11：50　休憩―質問・交流ルーム―

11：50 ～ 12：40　昼食休憩

③ 12：40 ～ 13：40
「UV ／ EB 硬化モノマーおよびオリゴマー」

大阪有機化学工業株式会社　飯塚　大輔
紫 外 線 (UV)/ 電 子 線 (EB) 硬 化 材 料 は，UV や EB
を照射することで硬化する材料である。特徴として、
硬化速度が速い、耐熱性や耐溶剤性に優れる、等が
挙げられる。アクリレートを中心としたモノマーや
オリゴマーを紹介する。

13：40 ～ 13：50　休憩―質問・交流ルーム―

④ 13：50 ～ 14：50
「EB プロセスのメリットとその応用展開」

早稲田大学　鷲尾　方一
EB（電子線）を使ったプロセスの有用性を理解して
もらえるよう、放射線応用の歴史を概観し、その後、
放射線（EB）誘起反応の基礎と実際のもの創りのた
めの応用技術について概説する。

14：50 ～ 15：00　休憩―質問・交流ルーム―

⑤ 15：00 ～ 16：00
「UV/EB 照射装置の基礎と比較」

岩崎電気株式会社　木下　忍
エネルギーの有効利用が求められている今、処理に
マッチングする照射装置選定は重要である。そこで
類似の応用が多い UV と EB の、エネルギーの考え方、
硬化のメカニズムの違い等を含めた基礎と最適な装
置選定のポイントなどを解説する。

16：00 ～ 16：10　休憩―質問・交流ルーム―

⑥ 16：10 ～ 17：10
「回転型レオメーターを用いた粘弾性測定の基礎と光硬化性
樹脂への応用」

ティー ･ エイ ･ インスツルメント株式会社　高野　雅嘉
回転型レオメーターを用いた粘弾性測定の原理を紹
介し、光硬化性樹脂用アクセサリを活用した評価手
法を解説する。材料の粘弾性特性を理解することで、
最適なプロセス条件と材料設計への応用可能性を示
す。

17：10 ～ 17：20　休憩―質問・交流ルーム―

期　　日：2025 年 7 月 23 日（水）9：30 ～ 17：20
オンライン（ZOOM システム）による講演
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　研究講演会、勉強会などの活動に加え、新規事業として、企業会員の若手研究者やアカデミアからの学生が集まり研究
発表・討論することで、ラドテック研究会が広くカバーする UV/EB 硬化技術領域の最先端の研究について、若手研究者
相互の技術交流を通じて、縦・横の繋がりを再構築する機会とする。また、学生の発表の場を設けることで、当該分野の
若手研究者の育成、奨励を目的とする。
　なお、優秀な発表に対し、ポスター賞数件を授与する。

日　時： 2025 年 11 月 4 日（火） 13:00 ～ 18:00
場　所： 東京理科大学森戸記念館

１．規　模　30 ～ 40 件程度 ( 対象は会員企業若手研究員、学生 )

２．スケジュール：
13：00 ～ 13：40　ショートプレゼン（1 分 x 30 ～ 40 件 = 40 分）
14：00 ～ 15：00　ポスター発表　前半　
15：00 ～ 16：00　ポスター発表　後半　
16：00 ～ 16：30　集計 15 分・表彰 10 分　
16：30 ～ 18：00　懇親会　　　

　 
３．費　用
参加費：発表者・参加者ともに 2000 円
対象者：会員企業若手研究員、学生。ラドテック研究会の会員かどうかは問いません。
他の学会等で発表した内容でも可です。

４．申込方法：ラドテックの HP より

第 191 回ラドテック研究会講演会

ラドテック研究会　第 1 回若手ポスター発表会

＜講師・プログラム＞　　　　（敬称略）

① 13：00 ～ 13：50（質疑応答含む）
「界面光反応に基づく構造的特徴をもつ機能性高分子微
粒子材料の開発」

大阪公立大学大学院　北山　雄己哉
中空粒子や高分子カプセル等の高分子微粒子材料は、
化粧品、香料、肥料などの多くの分野で用いられる。
本発表では、我々が独自に開発を進めてきた微粒子
界面における光反応を利用した構造的機能をもつ高
分子微粒子材料の最近の開発事例について紹介する。

② 13：50 ～ 14：40（質疑応答含む）
「半導体リソグラフィの動向と反応機構に基づいた EUV
レジスト材料開発」

量子科学技術研究開発機構　山本　洋揮
コンピューターの性能の更なる向上が要求されてい
る半導体分野において、EUV リソグラフィが実用化
された。 本講演では、EUV レジスト材料の反応機
構および反応機構に基づいた高性能化について解説
し、我々の最近の研究例を紹介する。

14：40 ～ 15：00　休　憩

③ 15：00 ～ 15：50（質疑応答含む）
「ホストゲスト相互作用を用いたスマートマテリアルに
おける紫外光の応用展開」

ユシロ化学工業株式会社　大崎　基史
5G・IoT 等の技術革新や資源循環志向にあって、高
分子材料に強靭さ等の飛躍的向上や自己修復性等の
機能付与が求められている。UV を用いた応用例を
含め、分子間相互作用による機能性材料への最新の
取り組みを紹介する。

④ 15：50 ～ 16：40（質疑応答含む）
「光硬化型接着剤の硬化光源変更が及ぼす性能変化」

株式会社スリーボンド　大槻　直也
現在、接着剤の硬化光源は「水銀に関する水俣条約」
の規制対象外であるが、昨今の地球環境保全への外
部環境の変化を鑑み、水銀灯にて設計した光硬化型
接着剤の LED 光源における性能変化と性能維持への
工夫を紹介する。

17：00 ～ 18：30　懇親会

※プログラムは変更になる場合がございます。

期　　日：2025 年 8 月 26 日（火）13：00 ～ 16：40
会　　場：早稲田大学 121 号館コマツ 100 周年記念ホール



RadTech Japan NEWS LETTER

9

今後の行事予定

10 月 28 日（火）　　 第 192 回ラドテック研究会講演会
12 月　 第 58 回 UV/EB 技術入門講座実践編（オンライン開催）
2026 年 1 月 15 日　 第 193 回ラドテック研究会講演会

　2025 年 4 月 17 日（木）大阪市中央公会堂にて講演会を開催しました。UHA の Xavier Allonas 先生の特別講演
に始まり、最後は有光会長がトリを務められ、大変盛りだくさんの講演会となりました。関西での講演会開催は久
しぶりでしたが、オンサイトにて 66 名の方々にご参加いただきました。光重合開始剤の反応性向上、UV 硬化測定
技術、UV インプリント技術、半導体産業の動向、光塩基発生剤を用いたフォトポリマーについての講演を賜り、大
変有意義だったと多くの声をいただきました。先生方に感謝申し上げます。今後の講演内容については、主に電子
材料や半導体関連、UV-LED 技術、その他新技術に関するご要望をいただきましたので、反映していきたいと思い
ます。今後とも多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。

１）「Breaking the boundaries using non-conventional ways to improve the reactivity of photoinitiators」
 Laboratory of Macromolecular Photochemistry and Engineering, 
 University of Haute Alsace,  Prof. Xavier Allonas

２）「UV 硬化樹脂およびプラズマ表面処理状態の高速測定技術」
 株式会社アクロエッジ　中宗憲一　様

３）「UV インプリント技術および表示デバイス等への応用事例」
 松浪硝子工業株式会社　石井一久 様

４）「半導体産業の動向と半導体用レジストの材料設計」
 大阪公立大学　堀邊英夫　先生

５）「塩基発生反応が拓く高機能フォトポリマー」
 東京理科大学　有光晃二　先生

News from RadTech
第 189 回ラドテック研究会講演会　報告

第 189 回ラドテック研究会講演会　会場風景
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　2025 年 6 月 19 日（木）、早稲田大学コマツホールに
て第 190 回ラドテック研究会講演会を開催いたしまし
た。回を重ねるごとに参加者数は増加傾向にあり、今回
はオンサイトで総勢 88 名の方々にご参加いただき、大
変盛況な会となりました。講演内容は、UV ナノインプ
リントリソグラフィにおける充填プロセスの分子動力学
シミュレーション、車載向け UV 硬化型粘着シール技術
の開発、多官能エステル型二級チオール材料の紹介、さ
らに日本接着学会の活動紹介と人工血管用材料の表面改
質に関する研究など、多岐にわたるテーマが取り上げら
れました。アンケート結果からも、多くの参加者が「非
常に有意義だった」と回答しており、内容の充実度が高
く評価されました。今後も、より一層充実した講演会と
なるよう努めてまいりますので、引き続き皆様のご参加
を心よりお待ちしております。

１）「UV ナノインプリントリソグラフィ充填プロセスの分子動力学シミュレーション」 
 東京理科大学　安藤格士　先生 
 
２）「車載向け UV 硬化型粘着シール技術開発」 
 株式会社デンソー　岡本真一　様 

３）「多官能エステル型２級チオール　カレンズＭＴの紹介」 
 株式会社レゾナック　原　真尚　様 

４）「日本接着学会の紹介（+「イオンビーム照射による小口径人工血管用材料の表面改質」）」 
 日本接着学会会長　東京科学大学　扇澤敏明　先生
　

　2025 年６月 19 日（木）午後４時 00 分から、早稲田大学 121 号館コマツ 100 周年記念ホールにおいて、一般
社団法人ラドテック研究会の第１１期定時社員総会が対面方式にて開催されました。
　議決権数 179 個に対し、過半数を超える 104 個の出席（委任状を含む）があったことで総会が成立するとの報告
があり、次いで定款に従って有光会長が議長に選出され、一個の議案について審議が行われました。
　第 1 号議案では、2024 年度事業報告及び決算報告がなされ、異議なく承認されました。次に 2025 年度の事業
計画ならびに予算案、そして 2025 年度の役員および委員等が報告されました。
　また有光議長より、RadTech Asia2025（中国・蘇州）（8/12-15）への積極的な参加申し込みが、呼びかけら
れました。

第 11 期定時社員総会報告

第 190 回ラドテック研究会講演会　報告

第 190 回ラドテック研究会講演会　会場風景



RadTech Japan NEWS LETTER

11

講演会要旨集のアーカイブ化に関するお知らせ
　ラドテック研究会にて開催された講演会のご講演内容を、価値ある資料として会員の皆様に活用していただくた
め、講演会要旨集を会員限定で閲覧できるアーカイブとして公開する準備を進めております。
そのため、2025 年 7 月より講演会要旨集の印刷・発送は行わないこととしました。
講演の要旨又は原稿をホームページに UP し、パスワード入力にて閲覧できる形とします。講演会に参加される方は、
PC にダウンロードして PC を持ち込むか、各自印刷してお持ちくださるようお願い致します。　
　今後はアーカイブより講演会資料をご覧をいただければ幸いです。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

1. アーカイブ化の内容
講演会要旨集のデータ（PDF 形式）を、ラドテック研究会のホームページを通じて会員限定で閲覧できるアーカ
イブとして公開いたします。
アーカイブにはパスワード設定（毎年更新）を施し、ファイルはコピー不可、印刷は低解像度のセキュリティ設定
を予定しています。

＊初回分から資料を整える（PDF 化）予定ですが、PDF 化が完了した資料から公開いたします。

2.　講演会の「プログラム目録」から、検索をかけることが可能です。

3.　詳しい操作方法については、次号のニュースレターでご案内する予定です。

　2026 年も会員様とラドテック研究会事務局との共同で「新機能性材料展 2026」に出展を予定しております。
既存出展社はもちろん、新規のご出展をお考えの企業様がいらっしゃいましたら、お気軽に事務局までお問合せく
ださい。なお、正式な募集案内は秋頃を予定しております。

1．開催日時：2026 年１月 28 日（水）～ 1 月 30 日（金）

2．開催場所：東京ビックサイト　西ホール（詳細は交渉中）

3．出展料：200,000 円（税込）/1 小間　（標準パッケージ代含む）
　（自社単独でのご出展費用と比較しますと破格のお得プランになっております）

アーカイブ化に関するお知らせ

新機能性材料展 2026　出展予定のご案内
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編集後記
 本格的な夏を前に暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 ラドテック研究会講演会での講師の先生方との直接の意見交換や、懇親会での参加者同士の情報交換はご好評をいただ

いており、8 月にも講演会が予定されています。猛暑が予想されておりますが、奮ってのご参加をお待ちしております。
 ニュースレターでも、材料・光源・加工法など UV/EB 技術に関して、皆様に有用な情報を提供していきたいと考えて

おります。どうぞ宜しくお願い致します。

（清原　欣子）

国内初！ UV-LED 放射照度計※の JCSS 校正事業者として
登録されました !　
※ UV-A 領域において（UV-C 領域への拡張を進めており 2025 年 7 月登録予定）

　これまで紫外放射照度計 ( 紫外線強度計 ) の ISO/IEC 17025 校正サービスを様々な校正機関が提供しています。しかしながら、
校正内容や技術力は校正機関により千差万別であり、値付けの違いや校正そのものの信頼性などが長年の課題とされてきました。
  オーク製作所では、高度で複雑な技術力が必要な “ 量目の組立 ” を長年の取り組みにより確立し、公的認定機関 ( 独立行政法人製
品評価技術基盤機構 ) により校正能力が認められたことで JCSS 認定を取得しました。これにより、国家計量標準から校正を受け
た特定二次標準器の供給を受ける第 1 階層の校正機関として、お客様の測定器から国家計量標準まで確実なトレーサビリティをご
提供します。

会員のひろば

連絡先：
株式会社オーク製作所
諏訪工場　JCSS 校正室　　
e-mail：uv-calibration ＠ orc.co.jp　

JCSS 登録について UV 放射照度計


